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64 Vacuum-Beschichtungsanlage zum Aufbringen von Vergiitungsschichten auf optische Substrate.

@ Die Vakuum-Beschichtungsanlage dient dem Aufbrin- N
gen von Vergutungsschichten auf Flachen optischer 2 3
Substrate (10), wie Brillenglaser, welche auf einer Trager- p
vorrichtung (3, 3°) aufspannbar sind. Letztere ist in einem 4
gasdicht verschliessbaren, evakuierbaren und mit einer At- R
mosphére aus inertem Gas verschiebbaren Rezipienten (1) 14 4§ o
mit mindestens einer Beschichtungsquelle (4), insbesonde-

re Magnetron-Sputtering-Target, drehbar angeordnet. Hier- ==
bei sind die Aufspannmittel (107) fur jeweils ein Substrat

(10) je Uber eine Achse (5) an der Tragervorrichtung (3, 3°) Sy
angeordnet und Uber Getriebemittel (6) mit dieser drehver- / r EEDE
bunden. Weiter ist die Rotationswelle (3°) der Tragervor- j e
richtung (3, 3°) exzentrisch zur Zentrumsachse (4”') des 4 5 ’

ortsfesten Sputter-Target (4°) der Magnetron-Sputte-
ring-Beschichtungsquelle (4) angeordnet und weiter die
Ebene jedes Aufspannmittels (10°) nach innen geneigt, wo-
bei deren verléngerte Drehachsen (5) mit der verlangerten
Achse (3”") der Rotationswelle (37} in Richtung Beschich- | / 1

tungsquelle (4) einen spitzen Winkel einschliessen.

Durch diese Massnahmen ist es nunmehr mdglich,
dass die zu beschichtenden Substratflichen immer in ge-
nau definierter Position wie Bewegung zur Verteilungscha-
rakteristik des vom Target abgetragenen Beschichtungs-
materials stehen, um auf jeder Flache einen optimalen,
gleichférmigen Niederschlag zu erreichen.
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Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vakuum-Be-
schichtungsanlage zum Aufbringen von Vergutungs-
schichten auf Flachen optischer Substrate, wie Bril-
lenglaser, welche auf einer Tragervorrichtung auf-
spannbar sind, die in einem gasdicht verschliessba-
ren, evakuierbaren und mit einer Atmosphére aus
inertem Gas, wie Argon oder Krypton oder auch
Sauerstoff oder Stickstoff, versehbaren Rezipienten
mit mindestens einer Beschichtungsquelle, insbeson-
dere Magnetron-Sputtering-Target, drehbar angeord-
net ist.

Es hat sich gezeigt, dass insbesondere die Sput-
tering-Beschichtungstechnik primar fir die Belegung
planer Oberflachen, beispielsweise Si-Wafer, Flach-
glaser u.a. geeignet ist, um hier eine optimale und
médglichst absolut gleichférmige Beschichtung der ge-
samten Substrat-Flache zu erreichen.

Bei einer solchen Beschichtungstechnik auch von
optischen Substraten, wie Brillenglaser, Linsen u.a.,
konnte ein solches optimales Ergebnis allerdings bis-
her nicht erreicht werden, da einerseits die zu be-
dampfenden Substratoberflaichen eine genau defi-
nierte Position wie Bewegung zu der sich im Rezipi-
enten einstellenden geometrischen Verteilung des
vom Target abgetragenen Beschichtungsmaterials
einnehmen mussen, um auf jeder Flache einen opti-
malen, gleichférmigen Niederschlag zu erreichen,
dort andrerseits entgegensteht, dass Brillengléser mit
unterschiedlichsten geometrischen Formen, etwa be-
ziiglich Linsendurchmesser und Linsendicke sowie
stark voneinander abweichende Kriimmungsradien
der Oberflichen u.a. Verwendung finden.

Eine homogene Beschichtung, also eine konstante
Schichtdicke Uber die gesamten gekrimmten Linsen-
flachen, ist aber schon deshalb wichtig, weil Abwei-
chungen in der Schichtdicke von bereits wenigen
Nanometern, also wenigen Atomschichten, visuell als
stérende Farbanderungen leicht erkennbar sind.

Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Vakuum-Beschichtungsanlage zum Auf-
bringen von Vergitungsschichten auf Flachen opti-
scher Substrate, wie Brillenglaser, der vorgenannten
Art so auszugestalten, dass hier in sehr einfacher
Weise die zu beschichtenden Substratflachen immer
in genau definierter Position wie Bewegung zur Ver-
teilungscharakteristik des vom Target abgetragenen
Beschichtungsmaterials stehen, um auf jeder Flache
einen optimalen, gleichformigen Niederschlag zu er-
reichen.

Dies wird erfindungsgemass zunachst dadurch er-
reicht, dass die Aufspannmittel fur jeweils ein Subst-
rat je Uber eine Achse an der Tragervorrichtung an-
geordnet und Uber Getriebemittel mit dieser drehver-
bunden sind.

Hierbei ist es vorteilhaft, wenn die Drehzahl der
Aufspannmittel fiir die Substrate grosser, vorzugs-
weise ein Mehrfaches der Drehzahl der Tragervor-
richtung ist.

Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Rotationswelle
der Tragervorrichtung exzentrisch zur Zentrumsachse
des ortsfesten Sputter-Target der Magnetron-Sputte-
ring-Beschichtungsquelle angeordnet ist und wenn
die Ebene jedes Aufspannmittels nach innen geneigt
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ist, wobei deren verlangerte Drehachsen mit der ver-
langerten Achse der Rotationswelle in Richtung Be-
schichtungsquelle einen spitzen Winkel einschliessen.

Durch diese Massnahmen, namlich das Umlaufen
der auf die selbst umlaufende Tragervorrichtung an-
geordneten Substrate mit vorzugsweise hoherer
Drehzahl in Gleichrichtung oder Gegenrichtung, die
Exzentrizitit der umlaufenden Tragervorrichtung zur
Zentrumsachse des ortsfesten Sputter-Target der
Magnetron-Sputtering-Beschichtungsquelle sowie die
erreichte Neigung der Substrate durch die Neigung
der Achsen der Aufspannmittel nach innen in Rich-
tung Beschichtungsquelle, ist es moglich, die die zu
beschichtenden Substratflachen immer in genau defi-
nierter Position wie Bewegung zur Verteilungscha-
rakteristik des vom Target abgetragenen Beschich-
tungsmaterials zu halten, um auf jeder Flache einen
optimalen, gleichférmigen Niederschlag zu erreichen.

Ferner ergibt sich eine vorteilhafte Ausgestaltung
der erfindungsgeméssen Anordnung dadurch, wenn
die Getriebemittel ein motorisch antreibbares Plane-
tengetriebe umfassen, wobei mit jedem Aufspannmit-
tel fir ein Substrat ein Planetenrad drehfest verbun-
den ist.

Eine beispielsweise Ausfibrungsform des Erfin-
dungsgegenstandes ist nachfolgend anhand der
Zeichnung naher erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 in schematischer, schaubildartiger Darstel-
lung die erfindungsgemasse Vakuum-Beschichtungs-
anlage zum Aufbringen von Verguatungsschichten auf
Flachen optischer Substrate, und

Fig. 2 im Querschnitt in schematischer Darstellung
die erfindungsgemasse Vakuum-Beschichtungsanla-
ge gemass Fig. 1.

Die beispielsweise veranschaulichte Vakuum-Be-
schichtungsanlage zum Aufbringen von Vergttungs-
schichten auf optische Substrate, beispielsweise hier
Kunststoff-Brillenglaser 10, umfasst einen, Gber nicht
naher veranschaulichte Vakuum-Pumpenmittel eva-
kuierbaren Rezipienten 1.

Im, bei dieser beispielsweisen Anordnung, oberen
erweiterten Kammerbereich 2 dieses gasdicht ver-
schliessbaren, evakuierbaren und mit einer Atmos-
phare aus inertem Gas, wie Argon oder Krypton
oder Sauerstoff oder Stickstoff, versehbaren Rezipi-
enten 1 befindet sich eine auswechselbare Verdamp-
fungsquelle 4, insbesondere Magnetron-Sputte-
ring-Beschichtungsquelle, der gegeniber und im
Wirkungsbereich des zentrisch der Magnetron-Sput-
tering-Beschichtungsquelle abgestdubten Beschich-
tungsmaterials eine Tragervorrichtung 3, 3" mit Auf-
spannmitteln 10" fir die zu beschichtenden opti-
schen Substrate 10 drehbar angeordnet ist.

Eine solche Vakuum-Beschichtungsanlage ist an
sich bekannt und beliebig in der rdumlichen Anord-
nung.

Ebenso bekannt ist die hier verwendete Magnet-
ron-Sputtering-Beschichtungsquelle 4 mit dem Sput-
ter-Target oder -Tiegel 4°, sodass sich hier eine na-
here Beschreibung eribrigt.

Zur Losung der Aufgabe ist nunmehr die zu be-
dampfenden Substratflaichen immer in genau defi-
nierter Position wie Bewegung zur Verteilungscha-
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rakteristik des vom Target abgetragenen Beschich-
tungsmaterials zu halten, um auf jeder Flache einen
optimalen, gleichformigen Niederschlag zu erreichen.
Es ist zunachst erfindungswesentlich, dass die Auf-
spannmittel 10 fur jeweils ein Substrat 10 je 0ber
eine Achse 5 an der Tragervorrichtung 3, 3" ange-
ordnet und dber Getriebemittel 6 mit dieser drehver-
bunden sind.

Diese Getriebemitte! 6 umfassen ein motorisch an-
treibbares Planetengetriebe 6°, 67/, wobei mit jedem
Aufspannmittel 10 fur ein Substrat 10 ein Planeten-
rad 6" drehfest verbunden ist.

Diese, hier beispielsweise 4 Planetenrader 6" grei-
fen dabei in einen fest stehenden Zahnkranz 6" ein
und drehen an diesem beim Umlauf des Drehtisches
3 der Tragervorrichtung, wobei die Drehzah! der Auf-
spannmittel 10° fir die Substrate 10 grosser, vor-
zugsweise ein Mehrfaches der Drehzahl der Trager-
vorrichtung 3, 3” ist.

Der Antrieb des Drehtisches 3 erfolgt dabei Uber
ein an einer Hohlwelle 3" der Tragervorrichtung an-
greifendes, mit einem Motor 15 verbundenes Getrie-
be 7.

Hierbei ist weiter vorteilhaft, dass die Rotations-
welle 3° der Tragervorrichtung 3, 3 exzentrisch zur
Zentrumsachse 4°° des statischen Sputter-Target 4’
der Magnetron—Sputtering-Beschichtungsquelle 4 an-
geordnet ist.

Weiter ist vorteilhaft, dass die Ebene jedes Auf-
spannmittels 10" nach innen geneigt ist, wobei deren
vertangerte Drehachsen 5 mit der verlangerten Ach-
se 3 der Rotationswelle 3" in Richtung Beschich-
tungsquelle 4 einen spitzen Winkel einschliessen.

Durch diese Neigung der Substrate infolge der
Neigung der Ebene der Aufspannmittel in Richtung
der Magnetron-Sputtering—Beschichtungsquelle, fer-
ner das Umlaufen der auf die selbst umlaufende Tra-
gervorrichtung angeordneten Substrate mit vorzugs-
weise hoherer Drehzahl in Gleichrichtung oder Ge-
genrichtung, sowie die Exzentrizitat der umlaufenden
Tréagervorrichtung zur Zentrumsachse des ortsfesten
Sputter-Target der Magnetron-Sputtering-Beschich-
tungsquelle ist es nunmehr maglich, die zu bedamp-
fenden Substratflachen immer in genau definierter
Position wie Bewegung zur Verteilungscharakteristik
des vom Target abgetragenen Beschichtungsmateri-
als zu halten, um auf jeder Flache einen optimalen,
gleichférmigen Niederschlag zu erreichen.

Patentanspruche

1. Vakuum-Beschichtungsanlage zum Aufbringen
von Vergitungsschichten auf Flachen optischer Sub-
strate (10), wie Brillenglaser, welche auf einer Tra-
gervorrichtung (3, 3°) aufspannbar sind, die in einem
gasdicht verschliessbaren, evakuierbaren und mit ei-
ner Atmosphéare aus inertem Gas versehbaren Rezi-
pienten (1) mit mindestens einer Beschichtungsquel-
le (4), insbesondere Magnetron-Sputtering-Target,
drehbar angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufspannmittel (10°) fir jeweils ein Substrat
(10) je Uber eine Achse (5) an der Tragervorrichtung
(3, 3) angeordnet und Uber Getriebemittel (6) mit
dieser drehverbunden sind.

2. Vakuum-Beschichtungsanlage nach Anspruch 1,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Getriebemittel (6)
ein motorisch antreibbares Planetengetriebe (6", 67)
umfassen, wobei mit jedem Aufspannmittel (107) fur
ein Substrat (10) ein Planetenrad (67) drehfest ver-
bunden ist.

3. Vakuum-Beschichtungsanlage nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehzahl
der Aufspannmitte! (10°) fir die Substrate (10) gros-
ser, vorzugsweise ein Mehrfaches der Drehzahi der
Tragervorrichtung (3, 3°) ist.

4. Vakuum-Beschichtungsanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rotationswelle
(3) der Tragervorrichtung (3, 3°) exzentrisch zur
Zentrumsachse (4°°) des statischen Sputter-Target
(47) der Magnetron-Sputtering-Beschichtungsquelle
(4) angeordnet ist.

5. Vakuum-Beschichtungsanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ebene jedes Auf-
spannmittels (10"} nach innen geneigt ist, wobei de-
ren verlangerte Drehachsen (5) mit der verlangerten
Achse (37) der Rotationswelle (3°) in Richtung Be-
schichtungsquelle (4) einen spitzen Winkel ein-
schliessen.
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